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不同材料滤片对１３～４３狀犿高次谐波的抑制

周洪军１，钟鹏飞２，霍同林１，郑津津２，张国斌１，戚泽明１

（１．中国科学技术大学 国家同步辐射实验室，安徽 合肥２３００２９；

２．中国科学技术大学 精密机械与精密仪器系，安徽 合肥２３００２６）

摘要：国家同步辐射实验室光谱辐射标准和计量光束线（Ｕ２７）的ＳＧＭ分支是专门为光学元件性能测试和探测器定标而

建造的。为了能够精确测量光学元件在极紫外和软Ｘ射线波段的性能，必须充分抑制高次谐波提高光谱纯度。对于已

经建成的光束线，要改变光学设计和现有结构来抑制高次谐波是困难的，最简单且有效的方法是用不同材料的滤片来抑

制不同波段的高次谐波。为了研究高次谐波的抑制效果，可将８４０ｌ／ｍｍ透射光栅放在Ｕ２７光束线ＳＧＭ分支的出射狭

缝后面色散出射光，用探测器做角度扫描记录下信号强度曲线，然后分析得到高次谐波的含量和分布。本文分别研究了

不同厚度的 Ａｌ（２００、４００和６００ｎｍ）、Ｓｉ３Ｎ４／Ｍｏ／Ｓｉ，Ｓｉ３Ｎ４／Ｍｏ／Ｓｉ／Ｍｏ／Ｓｉ多层膜滤片（１００／５０／２００ｎｍ，１００／５０／１５０／

１５０／２５０ｎｍ）和Ａｌ／Ｍｇ／Ａｌ滤片对１３～４３ｎｍ光谱高次谐波的抑制效果。研究结果显示，４００ｎｍ厚的Ａｌ滤片适合于１７

～３３ｎｍ光谱高次谐波的抑制，在保证探测器信号强度的条件下，高次谐波信号强度占探测器信号强度的比例＜２％，经

探测器量子效率修正后，高次谐波比例＜０．６％。Ｓｉ３Ｎ４／Ｍｏ／Ｓｉ／Ｍｏ／Ｓｉ多层膜滤片可以有效地抑制１３～１９ｎｍ的高次谐

波，Ａｌ／Ｍｇ／Ａｌ滤片对３０～４３ｎｍ的高次谐波有很好的抑制作用。这一结果为光学元件的透射率、反射率和探测器精确

定标奠定了基础。
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